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１．概要（Summary） 

ネガレジストを現像する現像液には種々の添加剤が含

まれている[1]。今回、顔料を含むネガレジストを使用し、

添加剤が現像性能に与える影響について、名古屋大学

の評価設備を用いて確認し、新たな添加剤の探索を行っ

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 フォトリソグラフィ装置、小型微細形状測定機一式 

【実験方法】 

2 インチ無アルカリガラスウェハーに対して、レジストを

スピンコート、ベークし、厚さ約 1m のレジスト膜を形成し

た。続いてライン&スペースが刻まれたマスクを介してウェ

ハーに露光した。別途調製した下記の現像液を用いてレ

ジストの現像を行った。 

現像液① 添加剤不使用現像液 

       0.05% KOH水溶液 

現像液② 添加剤使用現像液（汎用現像液） 

現像液③ 添加剤使用現像液（自社配合品） 

       0.05% KOH及び 

       0.10% 非イオン界面活性剤水溶液 

現像後、マイクロスコープにて 7m のパターンを観察し、

パターン形状、レジスト表面の膜減、基板上の付着スカム

等を確認し、評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

①～③の現像液での現像によって得られたパターンを

Fig. 1に示す。それぞれのパターンを比較すると、添加剤

不使用の現像液①では、レジスト表面の膜減面積が大き

いのに対し、添加剤を使用した現像液②及び③では、あ

まり膜減っていないことが分かる。添加剤の分散性能によ

り、レジストが溶解する際に、樹脂及び顔料が細かく分散

されたことによる結果と考えられる。また添加剤を使用し 

Fig.1 Pictures of 7m patterns after development. 

ている現像液同士を比較すると、汎用品の②では、基板

表面上のスカムがほとんど存在しないのに対し、自社配合

品の③では、多くのスカムが確認できる。汎用品である②

はレジストの現像により適した添加剤を使用していると考

えられる。使用する添加剤の構造、添加量、あるいは複数

の添加剤を使用するなどして改善できると考えられる。 

今回、現像液に添加剤を用いることによる現像性への

影響を確認することができた。分散性能のある添加剤を使

用することでレジスト表面の膜減を抑制できることが分かっ

た。今後は、別種の添加剤を使用し、その構造毎の現像

性に与える影響について調査したい。 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献：[1]株式会社情報機構, レジストプロセスの最

適化テクニック～微細化・トラブル解消のための工程別対

策および材料技術～ 

・ご指導頂きました齋藤清範様（名古屋大学）に感謝申し
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